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１．概要（Summary） 
本研究では、ナノ構造体からなるメタレンズと呼ばれる、

超高開口数を持つかつ薄膜状のレンズの開発を目的とし

ます。具体的には、サファイヤ基板上にシリコンや酸化チ

タン薄膜等をスパッタリング法で成膜し、その上に電子線

描画装置やドライエッチング装置を用いることで波長程度

のナノ構造を作製する。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
(1) ICP 高 密 度 プ ラ ズ マ エ ッ チ ン グ 装 置 

（RIE-101iPH) 
 
【実験方法】 
 サファイヤ基板上にシリコンや酸化チタン薄膜等をスパ

ッタリング法で成膜し、その上に電子線描画法で波長程

度のナノ構造のパターンを描画した。現像した後、Cr 等

の保護膜を成膜し、SF6/C4F8 の混合ガスの下で化合物ド

ライエッチングによってパターン以外のところのシリコン薄

膜を削りとった。最後に Cr 等の保護膜を除却し、狙った

サイズのシリコンナノ構造体を形成させた。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
 Fig.1.には、サファイヤ基板上に作製したシリコンナノ構

造の走査電子顕微鏡 (SEM)写真を示した。エッチングさ

れたシリコンナノ構造にはサイドエッチが生じている。また、

側面の表面粗さが大きいという課題が残っており、今後は

ドライエッチングの条件を洗いだし、エッチング側面の滑

らか表面を目指す。 

 
Fig.1. SEM image of silicon nanostructures 
fabricated on sapphire substrate.  
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